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【背景】 これまで我々は、KOH フラックス

法を用いて 550 C以下の低温においてREBCO

膜を作製してきた[1]。この手法をコーテッドコ

ンダクター線材に適用することで、金属基材か

らの金属元素の拡散を抑制でき、線材の中間層

の削減が期待できる。しかし KOH フラックス

法は従来の液相法で用いられる Ba－Cu－O フ

ラックスと比較して、KOH が高い腐食性を有

しているため、SrTiO3, MgO 単結晶基材がエッ

チングされる。したがって、線材の中間層には

KOH に対する耐性が求められる。そこで本研

究では、気相法で成膜した様々な酸化物層を種

結晶とすることで、KOH フラックス法で用い

る基材に適した酸化物材料を調査した。加えて、

REBCO 作製時の温度と中間層が REBCO の超

伝導特性に及ぼす影響についても調査した。 

【実験方法】 本研究では、RF マグネトロン

スパッタリング法を用いて、LaAlO3 (LAO)基材

上へ配向 LaGaO3 (LGO)種膜を作製した。その

後、550 ~ 700 Cで溶融させたKOH中に、Gd2O3, 

BaO2, CuO を Gd : Ba : Cu = 1 : 2 : 4 となるよう

に混合した原料粉と LGO/LAO 基材を投入し、

12 h 保持することで Gd124 を成膜した。作製

した Gd124 膜の表面形態は光学顕微鏡より、

超伝導特性は直流四端子法より評価した。 

【実験結果】 図 1に、LGO/LAO 基材上に作

製した Gd124 膜の光学顕微鏡写真を示す。こ

の図より、いずれの作製温度においても Gd124

が LGO/LAO 基材を覆うように成長している

ことが分かった。また、XRD 測定から Gd124

が基材上に cube-on-cube 成長していることも

確認された。以上の結果から、LGO は中間層

として使用できる酸化物材料であるといえる。

次に、図 2 に様々な温度で作製した

Gd124/LGO/LAO の R－T 測定結果を示す。作

製温度の低下に伴い Tc
onset, Tc

zero が上昇し、

550 C̊ で作製した Gd124 膜は Tc
onset = 83.5 K, 

Tc
zero = 79.6Kとバルク値(74 K)[2]に匹敵する値

を示した。作製温度の上昇に伴い Tc が低下し

た要因は明らかではないが、中間層に含まれる

Laの RE サイトへの固溶が考えられる。 

【まとめ】 本研究では、KOH フラックス法

を用いた REBCO 線材作製に適する中間層を

調査した。その結果、LGO を用いることで基

材を覆う高品質な Gd124 膜が得られたことか

ら、LGO は KOH フラックス法による RE124

膜作製に適した酸化物材料であるといえる。当

日は、LGO 以外の酸化物材料を中間層とした

結果についても発表する予定である。 
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Fig. 1 Optical microscope images of Gd124/LGO/LAO 

 

Fig. 2 R－T characteristics of Gd124/LGO/LAO 
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